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(57) Abstract: The invention relates to a device for electroplating at least one electrically conductive substrate (8), or an electrically
conductive structure situated on a non-conductive substrate (8). Said device comprises at least one bath, an anode and a cathode
(2). The bath contains an electrolyte solution, which comprises at least one metal salt and from which metal ions are deposited on
electrically conductive surfaces of the substrate, as the cathode is brought into contact with the surface of the substrate to be coated
and said substrate is conveyed through the bath. The cathode comprises at least one strip (2) with at least one electrically conductive
segment (12) and is guided around at least two rotating shafts (3). The invention also relates to a method for electroplating at least one
substrate that is carried out in a device according to the invention. According to said method, to produce the coating, the strip lies on
the substrate and circulates at a speed corresponding to the speed at which the substrate is conveyed through the bath. The invention
further relates to the use of said device for electroplating electrically conductive structures situated on an electrically non-conductive
support.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur galvanischen Beschichtung mindestens eines elektrisch leit-
fahigen Substrates (8) oder einer elektrisch leitfzhigen Struktur auf einem nicht leitfdhigen Substrat (8), welche mindestens ein Bad,
eine Anode und eine Kathode (2) umfasst, wobei das Bad eine mindestens ein Metallsalz enthaltende Elekrolytlosung enthilt, aus
der Metallionen an elektrisch leitenden Oberfldchen des Substrates abgeschieden werden, wihrend die Kathode mit der zu beschich-
tenden Oberflédche des Substrates in Kontakt gebracht wird und das Substrat durch das Bad gefordert wird. Die Kathode umfasst
mindestens ein Band (2) mit mindestens einem elektrisch leitenden Abschnitt (12), welches um mindestens zwei rotierbare Wellen
(3) gefithrt ist. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur galvanischen Beschichtung mindestens eines Substrates, welches in
einer erfindungsgeméBen Vorrichtung durchgefiihrt wird, wobei zur Beschichtung das Band auf dem Substrat aufliegt und mit einer
Umlaufgeschwindigkeit umlduft, die der Geschwindigkeit entspricht, mit der das Substrat durch das Bad gefiihrt wird. SchlieBlich
betrifft die Erfindung auch eine Verwendung der erfindungsgeméBen Vorrichtung zur galvanischen Beschichtung von elektrisch lei-
tenden Strukturen auf einem nicht elektrisch leitenden Tréiger.



